放射光X線による結晶表面、界面、薄膜の高精度評価

SPring-8やPhoton Factory の放射光X線を用いて、結晶表面や界面、ナノメータオーダーの薄膜の結晶性を評価できる＊１。 関連HP　                            開発担当者：志村考功
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図： (a) 2 nmの厚さのSiO2膜からのCTR散乱強度分布。シミュレーション結果との比較より膜の結晶性を見積ることができる。(b)100nmの厚さSOI層からのX線トポグラフ像。膜の結晶性の不均一性の存在がわかる。
*1: SPring-8やPhoton Factoryの利用には別途、両施設への課題申請が必要。
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